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Плёнки и покрытия получили широкое применение для 
модифицирования поверхности твёрдых тел с целью изменения их физико-
химических свойств [1,2]. Для этих задач востребовано магнетронное 
распыление, существенный недостаток которого состоит в невысокой 
скорости осаждения покрытий. Эта проблема может быть решена путём 
добавления сублимации (или испарения) поверхности мишени к распылению 
ионами из плазмы [3,4]. Однако при этом появляются дополнительные 
факторы, которые могут влиять на свойства осаждаемых покрытий. Таким 
образом, цель данной работы состоит в исследовании влияния параметров 
магнетронного диода с «горячей» мишенью на скорость осаждения покрытий 
из Cr и Ni, а также на их структурные и функциональные свойства.  
В настоящей работы исследован баланс энергии на поверхности мишени 
магнетронного диода и определены режимы распыления мишени, когда 
скорость осаждения может быть повышена в 2 и более раз [5]. Было 
показано, что при фазовом магнитном переходе никелевой мишени 
наблюдается восстановления распределения и амплитуды индукции 
магнитного поля магнетрона, а процесс распыления мишени становится 
более стабильным, повышается максимально допустимая мощность разряда, 
может быть снижено рабочее давление [6]. 
Анализ баланса энергии на подложке позволил выявить, что поток 
теплового излучения с нагретой металлической мишени преобладает над 
остальными [7]. Это способствует увеличению размеров кристаллитов, 
изменению морфологии поверхности от столбчатой к однородной, снижению 
твёрдости и механической прочности покрытий из Cr и Ni [8]. При этом 
повышается коррозионная стойкость сталей, модифицированных  в плазме 
магнетрона с «горячей» металлической мишенью. 
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